PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA MECATRONICA

Leyenda

OG = Obligatorio Genérico
OE = Obligatorio Especifico
OEP = Obligatorio de Especialidad

E = Electivo

CR = Crédito

HT = Hora Tedrica (Semanal)

CG = Competencia Genérica

CE = Competencia Especifica
HP = Hora Préctica (Semanal)
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Tecnologias de
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Filosofia y Etica
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Taller de ;I'ecr]ologlas Control de Robét Sistemas de control Mecatrénica Manufactura .I'n!‘.ellgerlaa
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Tecnoldgica Technologies manufacturing expertos
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Ejes Curriculares

E2. Desarrollo de sistemas
mecatrdnicos.

E3. Gestion de tecnologias
emergentes.

. PP . E4. Gestionar proyectos de
E1. Control de sistemas mecatrdnicos industriales proy

innovacion tecnoldgica.
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